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１．概要（Summary） 

金属ガラスは多元系非晶質合金であり、高温での過冷

却液体では優れた成型性を示すことから、ナノインプリント

やMEMS分野への応用が期待されている[1]。利用者は、

アンバランスドマグネトロン（UBM）スパッタ法で形成した

金属ガラス膜に多量の Ar が含有されること、Ar を含有し

た膜では熱ナノインプリント成型性が向上することを見出

している[2]。本実験では、広島大学ナノデバイス・バイオ

融合科学研究所の設備を利用して、Ar 含有のない金属

ガラス膜に Ar イオンを注入した試料を作製する。なお、

本注入試料と成膜時に Ar を含有した膜の膜中の Ar 原

子の存在状態の違いを解明することが目的である。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱（RBS)測定装置 

【実験方法】 

UBMスパッタ法により作製した Ti-Cu-Zr-Hf-Ni-Si金

属ガラス膜（Ar 含有なし）を用意し、RBS 測定装置により

Ar イオンを注入した。注入条件を Table 1に示す。 

 

Table 1 Conditions of Ar ion irradiation 

注入エネルギー 

（MeV） 
1.2 0.4 

注入量 

（atoms/cm2） 
4.4×1016 4.75×1016 

注入面積 

（cm2） 

0.283 

（6 mm） 

0.283 

（6 mm） 

注入ビーム電流 

（A/6 mm） 
0.3 0.3 

注入時間 

（h） 
2 4 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Ar イオン注入後の試料の外観写真を Fig. 1 に示す。

試料中心に円形の変色部が確認できる。この変色部を電

子プローブマイクロアナライザーで元素分析した結果、Ar

が検出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Optical image of the films irradiated with (a) 

1.2 MeV and (b) 0.4 MeV. 
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